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１．概要（Summary） 

 波長以下の微細構造により、電磁波伝搬特性を制御し

た媒質は、近年ではメタマテリアルと呼ばれる。物質の物

性に加えて、人工的な構造によって電磁特性を設計する

ため、任意の電磁波（光）波長に合わせた特性設計が可

能となる。本研究では、ナノメートルスケールの波長の光

波と、マイクロメートルスケールの波長を持つテラヘルツ

電磁波に対し、複合的な機能を持つメタマテリアルを提案

する。まず、近赤外光を対象とした金属共振構造の作製

と評価を行う。最も単純な光共振構造として、金薄膜にナ

ノメートルサイズの開口を周期的に開けた構造[1]を作製

し、その光学応答を評価する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ３元マグネトロンスパッタ装置，電

子線露光装置 

【実験方法】 

 金ナノホール配列を合成石英基板上に、以下の工程で

作製する。 

(1) マグネトロンスパッタリング装置により Cr/Au薄膜を合

成石英基板上に形成 

(2) ポジ型電子ビームレジストをスピンコート 

(3) 電子線描画およびレジスト剥離 

(4) プラズマエッチングによる開口形成とレジスト除去 

 本年度は工程(2)-(3)のテストを、Si 基板を用いて行っ

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.1 に作製したレジストパターンの模式図と走査電子

顕微鏡写真を示す。周期 pn = 400 nmの三角格子状に、

直径 dn = 200 nmの開口を並べた。設計よりもわずかに

直径が大きくなっているが、描画時の条件調整により改善

可能であると考えられる。 

今後、合成石英基板上に数ミリ角の金ナノホール形成

を行い、光及びテラヘルツ領域における光学特性評価を

行う。 
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Fig.1 (a) Schematic of Au nano hole pattern and (b) 

scanning electron microscope image of resin on Si 

substrate after the electron beam lithography 

process. 
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